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国定化微生物担体による

第4臨衛生工学シンポジウム

1996.11北海道大学学術交流会館

半導体工場排水処理

日1Lプラント建設(株) 0橋本信子

向上 角野立夫

1 .はじめに

我々は、既にポリエチレングリコ -Jレ(PEG)を包括国定化材料とし、硝化細菌を臨定化した控体を

用い、窒素処理を効率的に行うプロセスを実用化りした。しかしながら、産業排水への適用は十分で

はない。そこで本発表では、半導体工場のメタノーJレ、 IPA、現像液などを含んだ有機系排水処理に

適用し良好な結果を得ることが出来たので報告する。

2 .実験方法

2.1供試材料

使用した按体は、主材料をポリエチレングリコー Jレ製

とし、活性汚泥を 2%含有する 3mm角形で、窒素処理で

使用している担体と同様の手法で固定した。

供試排水には、某半導体工場の有機系排水に含有され

ているふっ棄をカルシウム塩を添加しふっ化カルシウムと

して除去した後の上澄渡を用いた。その水質を表 lに

示す。

2.2実験装置および実験方法

実験装置の構造概略図を劉 1に示す。

実験装置は、曝気楢上部に担体流出

i坊止のために分離機を備え、下部には

担体の撹持と空気の供給をするための

散気装麓を設けた。担体は、曝気槽

容積200しに20し添加し充填率 10%

とした。供試排水は、曝気槽下

部に流入し流量を変化さ

せることで設定し、通気戸

線速度4m/hで撹持した。

経過日数ごとに処理水 水中 原水

BOD濃度、従属栄養細欝数、 ポンプ貯留槽

担体活性を測定した。

表11:共試排水水質

1頁 目 分析値

pH 6.5.-.，.，7.5 
BOD 150'-"" 2 0 0 mglし
CODMn 28.-.，.，75mglし

TOC 40.-.，.，98mg!し
了-N 35.-.，.，70mglし

F 8mglし以下

ペレット分離機

喋気槽
(200Q) 

器定化微生物担体
(充填率10%)

開1一実験装置フローシート
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2.3担体活性測定方法

測定は、場気槽内の臨定化担体を 10 mL採叡し、あらかじめ錨和溶存酸素にした原水とともに

100mLのフラスコにいれ、溶存酸素濃度の減少曲根から求めた。

試料1mlを殺菌水9mlで希釈

i 

10・1.......10ぺ0まで調製

滅菌済み0.45μm

メンブレンフィルタでろ過

メンブレンフィルタに

計測用培地を含混

培養 (30.Cで10日間)

コロニー計謝

2.4従属栄養細蔀数の測定方法および、水質分析

回定化担体の従属栄養細菌を計i期するため、担体の破砕および

蕗の分散が必要である。まず最初に手動ホモジナイズ処理後、電動

ホモジナイザー(地本理科製、 PA型)で担体を破砕した。その後、

超音波処理(自本精機製、 US300型)し、菌を分散させ液状にして

試料とした。

液状にした試料を掴 2に訴す方法で調整、培養しコロニを計慨し

担体容積あたりの生菌数を算出した。なお、培地には一般的に

用いられているM-TGE培地(肉エキス 6g1しトリプトン10g/L.

グルコース2g/L)使用した。また、水質分析はJIS0102によった。

従罵栄養細菌の計測方法
2.5 電子顕徴鏡観察

試料の作製は、 2%グJレタールアルヂヒドで 3時間、 2%オスミウム酸で 2時時間定した後、エ

タノール脱水、凍結割断、臨界点乾燥した。さらに、自金・パラジウムコーテイングを施し走査型電

子顕微鏡(自立製、ふ800型)を用いて観察した。

図2
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3 .実験結果と考察

3.1連続運転結果

連続運転結果を阻 3に示す。 BOD濃度150-200mg/L 

の供試排水を滞留時間2.7時間に設定して割i養を開始した。

経過日数20日で、処理水BOD濃度10mg/L以下となった。

その後、 j順次滞留時聞を短くすることにより

BOD容積負荷を大きくした。鴎 3より滞留時間0.7時間

まで処理水BOD濃度 10mg/Lを得ることができた。

このときの負荷は 5.21Kg-BOD/m'. dであることから、

高負持運転が可能であることが分かった。

3.2 BOD容積負荷と担体活性との関係

BOD容積負荷Lvと按体間性Yとの関係を関4に示す。

負荷が大きくなると按体活性も大きくなり、

y =9 1. 3 L v + 2 71で表わせることが分かった。

しかも
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3.3従属栄養酸化細菌との関係

従属栄養細菌の推移を図5に訴す。

製造産後の担体中には、1.1X 104cells/mレ担体であったが、

経過自数8目白で1.1X 108cells/mし担体で、経過日数20日数

以降約1010cells/mレ担体まで増加し安定した。

果結転運続連間3
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1 2 34  
BOD負荷し.v(Kg/m'. d) 

図4 BOD容積負荷と掠体活性との関係、

3.4 担体内部の茜の生息状況
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図5 従属栄譲細菌数の推移

連続運転経過日数508自の担体の割樹面の電子顕微鏡観察結果を写真 1に示す。比較のために運転

初期の電子顕微鏡写真を写真 2に示す。また、経過日数50日目の担体内部の観察結果を写真3に示す。

写真 lでは、菌が表層付近に密集し、中心部には小さなコロニ}が点在した。

中心部のコロニーは成育状態のよいかん菌が見られ(写真3)、内部でも活性が維持されていること

が分かった。表層の菌層は300μmあり硝化蘭の菌層60μmに比べ摩みのある層を形成していた。

担体中の酸素の拡散係数は同等であることから、硝化菌に比べBOD資化菌の酸素の要求性が少ないこ

とが、担体の内部まで増殖した原因と考えられる。

なお、運転開始時には表題に菌が密集せず担体内部に菌が散在していた。 (写真2) 

経日 50日目担体の割断酷

写真1

4 .まとめ

運転初期担体の割断面

写真 2

経由50日自の中心部

写真 3

半導体工場排水の有機物処理への包括固定化微生物処理法の適用について検討した結果、

以下の知見を得た。

(1 )BOD容積負荷5.21Kg-BOD/m'. dまで処理水BOD10mg/L以下を得ることができた。

(2)担体内部の菌層は300μmあり硝化菌に比べ厚みのある層を形成し、内部でも反応し増離してい

ることが分かった。
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